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元素 質量濃度 [%] 質量濃度 [%]  原子濃度 [%] 

酸素 1.317 0.094 13.294 

ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 98.683 0.094 86.706 

元素 質量濃度 [%] 質量濃度 [%]  原子濃度 [%] 

ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 100 0 100 

     

同軸型アークプラズマ蒸着法による 

電気化学電極用炭素膜のタングステン基板上への直接形成 

   Direct Deposition of Carbon Films on Tungsten Substrates Using Coaxial          

Arc Plasma Deposition for Electrochemical Electrode Applications 
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